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Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarza-
nia symetrycznych fotomasek do obustronnego tra-
wienia. Wynalazek znajduje szczeg6lnie korzystne
zastosowanie w przemyS$le elektronicznym przy
wytwarzaniu poéiprzewodnikowych ukladéw scalo-
nych, kineskopéw telewizji kolorowej, obwodoéw
drukowanych oraz wszedzie tam, gdzie zachodzi
potrzeba wykonania bardzo precyzyjnych azuréw,
albo tez czesciowych ale dokladnie symetrycznych
wytrawien z obu stron przedmiotéw plaskich.

W przemysle elektronicznym, przykladowo przy
produkcji pélprzewodnikowych ukladéw scalonych,
istnieje potrzeba wytworzenia wzoréw maskuja-
cych o identycznym, stanowigcym lustrzane odbi-
cie kryciu, na przeciwleglych stronach folii pokry-
tej warstwg S$wiatloczulg. Obustronne wytworze-
nie jednakowych wzoré6w maskujgcych pozwala na
jednoczesne trawienie folii z obu jej stron, co ma
wazki wplyw na jako$é i dokladno$é tak uzyski-
wanego azuru. .

Aby jednak bylo mozliwym prowadzenie trawie-
nia dwustronnego, nalezy przedtem utworzyé obu-
stronnie na folii identyczne wzory maskujace.
Z uwagi na to, ze folia. jest pokryta z obu stron
warstwg $§wiatloczula, wzory maskujace uzyskuje
sie przez naswietlenie tych warstw poprzez iden-
tyczne z obu stron fotomaski. Aby to uczynié,
przed na$wietleniem warstw Swiatloczutych foto-
maski muszg byé ustawione wzgledem siebie tak,
by wzory ich &cifle sie ze sobg pokrywaly, mimo
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przedzielenia nieprzeZroczysta warstwg folii. Jak
dalece istotny jest to problem niech $wiadczy fakt,
iz maksymalna dopuszczalna wielko§¢ wzajemnego
przesuniecia obu fotomasek mie moze przekraczaé
30 mikrometr6w na dtugosci 400 milimetréw. Oczy-
wistg jest rzecza, ze pasowanie luznych fotomasek

w tych warunkach moze odbywaé sie tylko pod

mikroskopem i jest czynno$cia niezwykle praco-
chlong oraz produkcyjnie trudno powtarzalng.
Znany z opisu patentowego Republiki Federal-
nej Niemiec nr 2333284 sposéb wytwarzania wzo-
ro6w maskujacych na przeciwleglych stronach folii
polega ma tym, ze pierwsza, naswietlona i wywo-
lana fotomaska jest umieszczana w powtarzalnym
polozeniu na nie nas$wietlonym materiale $wiatto-
czulym. Material ten jest nastepnie mnaswietlany
i wywolywany dla uzyskania drugiej fotomaski.

Pomiedzy lufne fotomaski wkladana jest teraz fo-

lia z warstwami $wiatloczulymi. Fotomaski zostajg
spasowane w polozZenie ustalone przy wykonywa-

- niu drugiej fotomaski i po wytworzeniu prézni po-

wodujgcej przyleganie obu fotomasek do folii, folie
naswietla sie obustronnie przez obie fotomaski jed-
noczesnie. Dla zapewnienia powtarzalno$ci usta-
wienia, fotomaski i folia mocowane sg w ramie
zaopatrzonej w trzy zderzaki nastawne, orientujace
fotomaski w poczgtkowo ustalone polozenie.

Inny sposéb wytwarzania wzoréw maskujacych
jest opisany w polskim opisie patentowym nr 82234
Spos6b ten polega ma tym, ze najpierw, na polowie



® . o 122 883

3

arkusza filmu fotograficznego kopiuje si¢ z wzorca
pierwsza fotomaske, naswietlona polowe wywoluje
sie, nastepnie arkusz filmu w potowie jego diu-
gosci lub szerokosci sklada sie tak, aby emulsja
nie naswietlona przylegala do emulsji pierwszej,

wolanej juz fotomaski. Poprzez pierwszg foto-
maske naswietla sie teraz drugg polowe arkusza,
wywoluje sie obraz drugiej fotomaski, po czym po-
miedzy tak wytworzone fotomaski wklada sie folig
z warstwg S$wiatltoczula i naswietla sie jg z obu
:stron “poprzez obie fotomaski. Sposéb powyzszy,
z uwagi na trwale polgczenie jedna krawedzig obu
fotomasek, zapewnia wieksza dokladnosé ich spaso-
- wania, w poréwnaniu z pasowaniem oddzielnych
fotomasek. .

Opisane wyzej znane sposoby sa obarczone pew-
nymi mankamentami. Spos6b pasowania fotomasek
w ramie, znany z -opisu patentowego RFN
nr 2333284, przewiduje mechaniczne bazowanie bo-
koéw fotemasek -na- trzech..zderzakach orientuja-
cych, umieszczonych w dwoéch prostopadiych bo-
kach rar\ny mocujacej. Przy wymaganej dokladnosci
ustawienia fotomasek, ktérych wzajemne przesu-
niecie nie moze przekraczaé¢ 30 mikrometréw na
dlugo$é 400 milimetréw, fotomaski muszg by¢ wy-
konywane na podlozu nieelastycznym, o duzej
sztywno$ci. Z tego powodu do stosowania sposobu
‘wediug patentu RFN nr 2333284 nadaja si¢ wy-
lacznie fotomaski wykonane ma plytach szklamych.

Sposobem opisanym w opisie patentowym PRL
nr 82234 mozna z kolei wykona¢ fotomaski z wigk-
szg dokladnoscia spasowania, ale tylko na podlozu
elastycznym, a w dodatku tylko na filmie fotogra-
ficznym. Sposéb ten ma ponadto te niedogodnosé¢,

. iz dla wytworzenia kompletu fotomasek wymaga
' trzykrot.nego kopiowania: z tak zwanej matki wzor-
cowej na wzorzec, z Wzorca na pierwszy fotomaske,
z pierwszej fotomaski na druga. Fakt ten, pola-
czony z koniecznoScia stosowania Swiatloczulych
materialow tylko srebrowych, charakteryzujacych
sie strukturg ziarnista, wptywa bardzo niekorzyst-
nie na dokladno§é wykonania fotomasek, a zwlasz-
cza pogarsza rozdzielczo§é fotomaski drugiej, ko-
piowanej z trzeciej w stosunku do oryginatu kopu
Dalsze ograniczenia sposobu wedlug polskiego opisu
patentowego nr 82234, to konieczno$é stosowania
w nim wylacznie jednakowyeh podlozy i jednako-
- wego rodzaju emulsji, jak wspomniano tylko sreb-
rowych. Do tych niedogodno$ci dodaé jeszcze na-
lezy . niemozliwo$¢ naprawienia bledow popelnio -
" nych przy wykonywaniu drugiej fotomaski. W ta-
kim przypadku nalezy wyrzucié razem z nieudang
druga fotomaska, takze dobra ale znajdujaca sie
nierozlagcznie na tym -samym arkuszu fotomaske
. pierwszg.
" W ostatnim czasie upowszechnilo sie¢ stosowanie
do wytwarzania fotomasek emulsji $wiatloczutych
dwuazoniowych, zamiast emulsji srebrowych., Ma
1o doniosle znaczenie, bowiem $wiatloczule emulsje
dwuazoniowe pozbawione sq przede wszystkim wa-
dy ziarnistoSci, niemozliwej do Wyehmmowama w
materialach srebrowych. Roéwmiez obrébka mate-
rialow dwuazoniowych jest prosta, gdyz wywolar_ne
obrazu uzyskuje sie¢ jedynie przez poddanie emulsji
auatanu par amonlaku. zbedne jest zatem stoso-
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wanie uciazliwej obrobki mokrej. Obrazy uzyskane
z emulsji dwuazoniowej, z uwagi na bezziarnistg
strukture tej emulsji, charakteryzuja sie ‘znacznie
lepszg rozdzielczo$cig od obrazéw srebrowych.

Zastosowanie emulsji dwuazoniowej do wytwa-
rzania pojedynczych fotomasek na plytach szkla-
nych nie nastrecza trudnosci technicznych. Nie-
dogodnosci zaczynaja natomiast wystepowaé przy
pasowaniu luZnych fotomasek, dokonywanym zna-
na metoda mechaniczng. Jak wspomniano, wigkszg
dokladno$é spasowania fotomasek i mniejsza przy
tym pracochionno§é zapewnia spos6b wediug pa-
tentu polskiego nr 82234, gdzie obie fotomaski sg
polaczone trwale jedng krawedzia wynikajaca z po-
dzialu arkusza. Zalety tej nie mozna jednak wy-
korzystaé w przypadku pokrycia elastycz.nego pod-
toza emulsja $wiatloczuly dwuazomowa, bowiem
wywolywanie pierwszej fotomaski na ‘potowie ar-
kusza powoduje niemozliwg do zapobiezenia pene-
tracje par amoniaku na drugg, nie naswietlong
cze$é i to na tyle skutecznie, ze wywolane zostaja
jednocze$nie obie polowy arkusza, badZ w majlep-
szym razie cze$¢ arkusza nie naswietlonego. Oczy-
wiscie uniemozliwia to juz wykonanie drugiej foto-
maski. Z tych wzgledéw sposéb wedlug polskiego.
patentu nr 82234 nie nadaje si¢ do wykonywania
fotomasek na materialach $wiatloczulych dwu-
azoniowych.

Wynalazek niniejszy dotyczy wykonywania foto-
masek na cienkich, elastycznych podlozach. Istota
wynalazku polega na tym, ze najpierw oddzielnie
wykonuje sie wizerunek fotomaski pierwszej, ko-
piujac go dla skrécenia drogi optycznej nawet
wprost z tak zwanej matki wzorcowej. Wizerunek:
tej fotomaski naklada sie na arkusz nie naswiet-
lonego materiatu $wiatloczulego, emulsjag do emul-
sji, nastepnie fotomaske pierwszg laczy sig trwale
z arkuszem nie na$wietlonego materialu Swiatlo--
czulego, wykonujac 1gczenie na dwoch przeciw-
legltych bokach arkusza, po czym materiat §wiatlo-
czuly naswietla sie poprzez fotomaske pierwsza
i wywoluje go, uzyskujac obraz drugiej fotomaski,
spasowanej juz symetrycznie z fotomasks pierwszg
i w tej pozycji ustalonej trwale. W przypadku pro-
stokatnej figury:. arkusza materialu $wiatloczutego,.
lgczenie go z fotomasks pierwsza wykonuje sie na
przeciwlegtych, krotszych bokach prostokata.

Sposobem wedlug wynalazku mozna wykonywaé
fotomaski na $wiattoczulym materiale srebrowym:
o dowolnym podlozu, jednakze podstawowsg ko-
rzyscig sposobu jest stWorzenie mozliwosci wyko-
nywania jednej lub obu fotomasek mna bezziar-
nistych §wiatloczulych materiatach dwuazoniowych..
W tym ostatnim przypadku mozliwym jest wyko--
nanie na materiale” dwuazoniowym juz pierwszej.
fotomaski i to bezpodrednio z tak zwamej matki
wzorcowej, a wowczas fotomaska druga jest tylko-
druga w stosunku do pierwotnego wzorca kopig.
Skraca to droge optyczna i wplywa dodatnio na.
jako$é konturéw i rozdzielczo§é fotomaski.

Laczenie wizerunku fotomaski pierwszej z nie
naswietlonym materialem $§wiatloczulym sposobem:
wedlug wynalazku ma ponadto jeszcze ten korzyst-

‘ny skutek, ze pozwala na nieklopotliwe reprodu-

kowanie drugich fotomasek w przypadku wadliwe—
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go wykonania tej fotomaski, z zachowaniem wszak-
ze zawsze dobrej fotomaski pierwszej. Wystarczy
_ woéwczas odigczyé fotomaske wadliwg i fotomaske
pierwszg polaczyé z nowym arkuszem mnie nas§wiet-
lonego materialu §wiatloczulego. Wynalazek pozwa-
la przy tym na dowolne lgczenie fotomasek wyko-
nanych na rézmych materialach $§wiatloczulych,
a to dzieki temu, ze pierwsza fotomaska stanowi
zawsze utrwalony juz obraz i wywolanie po po-
tgczeniu dotyczy wylacznie fotomaski drugiej. Tak
wiec, zaré6wno. obrébka mokra materialu fotogra-
ficznego jak i traktowanie parami amoniaku w
przypadku uzycia materialu dwuazoniowego, nie
maja ujemnego wplywu na fotomaske pierwszj.

Wreszcie, r6wnie wazng korzyScig sposobu we-
diug wynalazku ‘jest caltkowite wyeliminowanie
uciazliwej czynnofci pasowania fotomsek. Wynika
to z faktu zlgczenia w sposéb trwaly przed na-
Swietleniem dwu przeciwleglych bokéw fotomaski
pierwszej z arkuszem nie naswietlonego materialu
Swiatloczulego. Czynnos$é te korzystnie wykonuje
sie na plaskiej powierzchni i pod obcigzeniem, co
zapewnia dobre wzajemne przyleganie i zabezpie-
cza oba elementy przed przemieszczeniem badz
sfalowaniem powierzchni. Trwalo§é polaczenia
uzyskuje sie przez zgrzewanie lub przez sklejanie,
punktowe badZz na calej diugosci boku. Po wy-
wolaniu obrazu druga fotomaska stanowi wiec za-
rowno lustrzane odbicie fotomaski pierwszej, jak
tez jednocze$nie jest juz z nig idealnie spasowana
i w tej pozycji ustalona trwale.

Dalsze postepowanie z fotomaskami wytworzony-
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mi sposobem wedlug wynalazku nie odbiega od
znanych sposob6w dwustronnego trawiemia. Od
strony nie polaczonych bokéw wsuwa sie¢ pomiedzy
fotomaski folie z obustronnie naniesiong warstwg
$wiatloczulg, calo$§é umieszcza sie w kopioramie
podiaczonej do prézni, naswietla sie warstwe S§wia-
tloczula poprzez fotomaski i po wywolaniu obrazu,’
folie trawi sie z obu stron jednoczes$nie.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wytwarzania symetrycznych fotomasek
do obustronnego trawienia, polegajacy na wytwo-
rzeniu na podlozu elastycznym dwoéch fotomasek,
z ktérych fotomaska druga stanowi lustrzane od-
bicie fotomaski pierwszej, znamienny {tym, ze
uprzednio wykonany wizerunek fotomaski pierw-
szej naklada sie na arkusz nie naswietlonego ma-
terialu Swiatloczutego, emulsja do emulsji, nastep-
nie fotomaske pierwsza 1gczy sie trwale z arku-
szem nie nas$wietlonego madterialu $wiatloczulego,
wykonujgc lgczemie ma dwoéch przeciwleglych bo-
kach arkusza, po czym material $wiatloczuly na-
$wietla sie poprzez fotomaske pierwsza i wywotluje
go, uzyskujac obraz drugiej fotomaski, spasowany
symetrycznie z fotomaska pierwsza i w tej pozycji
ustalony trwale.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, .ze
w przypadku prostokatnej figury arkusza materia-
lu $wiatloczulego, laczenie go z fotomaska pierw-
sza wykonuje sie na przeciwleglych, krétszych bo-
kach prostokgta.
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